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１．概要（Summary） 

これまでの金ナノ四角柱の周期配列構造に対する赤外

吸収の増強メカニズムの検討結果から、非共鳴条件では、

短冊構造が増強に有利であることが示唆された。このため

本課題では、短冊構造の有利性を実証するために必要な

金ナノ短冊周期配列の大面積構造の作製にエッチング

法およびリフトオフ法により取り組んだ。 
 
２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 
 高 速 大 面 積 電 子 線 描 画 装 置 （ ADVANTEST 
F7000S-VD01）、4 インチ高真空 EB 蒸着装置（自作

NSP 4”装置）、汎用 ICP エッチング装置（ULVAC 
CE-300I 4”装置）、クリーンドラフト潤沢超純水付、ステル

スダイサー（DFL7340） 
【実験方法】 

4 インチのシリコン丸ウェハ基板にスピンコーター

でレジスト（ZEP-520A-7）を塗布し、電子線描画装

置を用いて描画を行った。描画後に現像を行った。現

像されたレジストパターンを利用し、汎用 ICP エッチ

ング装置を用いた基板のエッチングもしくは超高真

空 EB 蒸着装置を用いた金の蒸着を行った。エッチン

グもしくは金蒸着を行った基板を剥離液に浸し、レジ

ストを除いた。その後、ステルスダイサーを用いて切

断し、試料片を得た。作製した金ナノ短冊周期配列の

構造観察を、弘前大学の走査電子顕微鏡（SEM）を用

いて行った。 
 
３．結果と考察（Results and Discussion） 

短時間で大面積の電子線描画を行うことができたが、

設計した構造が基板全面には作製されていないことが

分かった。また、作製されている場所でも、設計通り

のサイズとはなっていないことも分かった。これらの

ことは、電子ビーム描画装置による微細パターンを描

画する際に、近接効果の影響を受けてしまったことが

考えられる。今後は、近接効果の補正を取り込んだ電

子ビーム描画パターンの設計と、電子線描画の際の電

子線照射量の条件出しを行っていく。 
 

４．その他・特記事項（Others） 
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